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摘要:一种滴状冷凝金属材料的制备方法，它是将烷烃及沉积于表面的铬金属层强化固溶于黄铜基体中，形成具有滴状

冷凝作用的Ｃｕ－Ｃｒ－烷烃的合金层。其离子镀膜是在氩气分压为１～１．５×１０－２ｍｍＨｇ，烷烃气体分压为１
～１．５×１０－２ｍｍＨｇ，向待镀工件施加１５００～２０００Ｖ电压，０．１～０．３Ａ电流，同时使铬靶处于５
００～６００Ｖ电压１０～１５Ａ电流条件下镀膜１５～４０秒。离子溅射是在氩气分压为２～３×１０－２ｍｍＨｇ、
待镀工件电压１５００～２０００Ｖ、电流０．１～０．３Ａ时，溅射１０～１５分钟。 

主权项:一种用于水蒸汽或其它蒸汽冷凝的滴状冷凝金属材料的制备方法，其特征在于：ａ、对黄铜待镀工件表面进行
抛光处理使之光洁度达到＊１０，再用丙酮清洗，然后放入磁控溅射离子镀炉内；ｂ、氩离子溅射清洗，在炉内其空度
为４～８×１０↑ ［－５］ｍｍＨｇ下充入氩气，使其分压为６～８×１０↑［－３］ｍｍＨｇ，向待镀工件施加１５
００～２０００Ｖ电压和０．１～０．３Ａ电充进行氩离子溅射５～１０分钟；ｃ、离子镀膜是在氩气分压为１～１．
５×１０↑［－２］ｍｍＨｇ，烷烃气体分压为１～１．５×１０↑［－２］ｍｍＨｇ，向待镀工件施加１５００～２
０００Ｖ电压，０．１～０．３Ａ电流，同时使铬靶处于５００～６００Ｖ电压，１０～１５Ａ电流条件下镀膜１５～
４０秒；ｄ、离子溅射是在氩气分压为２～３×１０↑［－２］ｍｍＨｇ，待镀工件电压１５００～～２０００Ｖ，电
流０．１～０．３Ａ时溅射１０～１５分钟。 
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